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Sposéb otrzymywania powloki refleksyjnej na szkle
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb otrzymywa-
nia powloki refleksyjnej na szkle. Szklo otrzymane
sposobem wedlug wynalazku, znajduje zastosowa-
nie w budownictwie o duzych przeszkleniach oraz
jako ekrany cieplne w przemysle.

.Znany jest sposéb otrzymywania powlok reflek-
syjnych przez naparowanie w wysokiej prézni po-
wierzchni szklane] warstwa metalu, np. ztota oraz
cienkimi dielektrycznymi warstwami przezroczy-
stymi, utworzonymi na przykiad z tlenkéw metali.
Przed procesem. naparowania, swiezo polerowane
szklo myje sie woda z detergentami, wodg destylo-
wang i czystym alkoholem, a po wysuszeniu umie-
szcza sie je w komorze prézniowej. W komorze
prozniowej plyte szklang poddaje sie z kolei czysz-
czeniu jonowemu i wygrzewaniu, a nastepnie na
tak przygotowansg plyte naparowuje sie zgdane war-
stwy powloki.

Znany, z opisu patentowegc Standéw Zjednoczo- .

nych Ameryki nr 3798146, sposbéb otrzymywania
powlok refleksyjnych polega na tym, ze przedmioty
szklane umieszczone w komorze prézniowe] w at-
mosferze gazu szlachetnego o ci$nieniu 7—0,6 Pa,
pokrywa sie metodg katocdowego rozpylania ciagla
warstwg posrednig o grubosci 1—20 nm z molib-
denu, tytanu, chromu lub:- tantalu. Nastepnie na
uzyskang warstwe nanosi sie kolejng warstwe
o grubosei 10—50 nm, skladajacy sie ze zlota, sto-
péw na bazie zlota, miedzi lub stopéw na bazie
miedzi. Pokryte powlokg przedmioty usuwa sie z ko-
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mory préziniowej. W celu zabezpieczenia otrzyma-
nych powlok naklada sie na nie dodatkowo warstwe
ochronng o grubosei 0,1—10 wm, skladajgca sie
z tlenkéw krzemu, szkla lub tlenku glinu, przy czym
proces ten prowadzi sie technikg rozpylania katodo-
wego wysokiej czestotliwosci.

Inny, znany z opisu patentowego RFN nr 2203943,
spos6b dotyczy otfrzymywania powlok refleksyjnych,
wytwarzanych na bazie zlota, metodg naparowania
w wysokie] prézni. Powloke te uzyskuje sie przez
nalozenie na plyte szklang warstwy posrednie],
skladajacej sig¢ z tlenku metalu lub mieszaniny
tlenkéw metalicznych, tlenku krzemu lub ze szkla,
nastepnie warstwy antyrefleksyjnej z siarczku cyn-
ku oraz warstwy ziota jako metalu o wysokiej zdol-
noéci odbijania w podczerwieni. Na tak uzyskang
powloke mozna natozy¢ dalsze warstwy interferen-
cyine lub ochronne.

Z kolei w opisie patentowym NRD nr 119823, kt6-
ry dotyczy metody regulacji procesu i kontroli wlas-
nosci optycznych powlok, otrzymywanych metodami
prézniowymi jest mowa o stosowaniu miedzi jako
metalu majacego istotny wplyw na charakterystyke
produktu kohcowege. MiedZ stosowana jest w oto-
czeniu interferencyjnych warstw dielektryczaych
gruntowej i zewnetrznej, przy czym w patencie nie
podano rodzaju stosowanego dielektryka.

Sposdéh otrzymywania powtloki refleksyjnej na
szkle, wedlug wynalazku, polega na tym, Ze po-
wierzchnie szklana po uprzednim umyciu poddaje .
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olerowaniu i cdpyleniu z réwnoczesng neu-

iadunkow elektrostatycznych oraz wy-
gr‘za‘liu W fempmuturze 150—230°C, Nastepnie plyte
umie

ie przepo
rali

mieszcza sie w komorze prozniowej, gdzie poddaje

sie ja czyszczeniu joncwemu i naparowuje kolejno

warstwe ochronnag podkiadowsg o grubosei 4—20 nm,
+

warstwe metaliczne] miedzi o grubosci 10—30 nm
orzz zewnetrzng warstwe ochronng o grubosci 10—
—40 nm, przy czym warstwy cchronne skiadaja sie
z tlenku ceru, fluerku magnezu, tlenku krzemu iub
chromu.

W oprzypadku nanoszenia powloki refleksyjnej na
szkio bez zawartodci zwigzkéw siarki i1 arsenu
wzglednie w iloSciach sladowych oraz, niewielkiej
ilosci rozpuszezonych w nim gazodw i zwiazaneg Wo~
dy mozna po wygrzaniv powierzehni szkla w tem-
peraturze okolo 250—300°C wyeliminowa¢ # obrobki
wstepne] operacje czyszczenia jonowego. Jako ma-
terial na powiloke refleksyjng stosuje sie chrom,
glin, miedZz lub ich kombinacje, na ktéra naparo-
wuje sie zewnetrzng warstwe ochronng z tlenku
ceru, fluorku magnezu lub tlenku krzemu. Gruboéé
warstwy metzliczne wynosi 4—30 nrn, zad grubose
warstwy ochronne] 10—150 nm.

Szklo, z powlcky refleksyjna, otrzymana sposchern

o wynalazku, stosowane jest zwlaszeza w ze-
stawile szikianym. przy czym powioka umieszczona
jest do wewnairz zestawu. Zastosowanie szlkia
powicks ;eflei'svjrza neprawia w istotny sposob
wiasnosei  ter C zestawyw zmniejszajac
prY WmM'al,J; energii cieplnej od wartosci okolo
3,1 Wim2K dla zestawu zwykiych 2 plyi szklanych
W/m?K dla zestawu z warstwg
utecznodel dzialania od-
zwyktyen szyb .Po
csyvina posiada ot
wiatla ogranicz
szkleniu zbyt jasi

wediug

N

do wa:toéci 2,223

parametry
wystepuigce przy duzym prze

NUJ‘

we cdwietlenie wnetlrz.

Przyklad I. Powierzchnie szkla przezndczong
do pokrycia pewicka rOBeu:sy)na: myje sie dwukro-
tnie wodg z dstergentem, po czym kilkakrotnie

splukuje czysig, a nm‘ef ie destylowang weda.
Z kolei powierzchnic plyty przepolerowuie sie rd-
zem nolerskim oraz czystg flanelg oraz usuwa z nigj
pyiki neutralizuige réwnoczednie Iadunki elektresta-
tyczne. Nastepnie przez ckoloc 10 minut wygrzewsa
sie plyte w temperaturze 150°C, & po umieszczeniu
jej w komorze prozniowe] pcoddaje sie bombardo-
waniu jonowemu przy cisnieniu 10 Pa i napieciu
1 kV. Po uzyskaniu prézni 1 -10—2 Pa naparowuje
sie na plyte warstwe tlenku ceru o grubosci 15 arm,
metalicznel miedzi o grubo$ci 15 nm [ ponownie
warstwe tlenku ceru o grubosei 20 nm.
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Przyktad II. Powierzchnie szkla bez zawarto-
sci zwigzkdédw siarki i arsenu oraz z niewielkg iloScig
rozpuszezonych w nim gazdw 1 zwigzanej wody,
przygotowang jak w przykladzie I, wygrzewa sie
w temperaturze 260°C. Z kolei plyte szklang umie-
szcza sie w komorze prézniowej, a po uzyskaniu
prézni 2-10—3 Pa naparowuje sie kolejno warstwe
metaliczng, skladajaca sie z chromu o grubosci 4 nm
i miedzi o glubosm 12 nm, a nastepnie warstwe
fluorku magnezu ¢ gruboesci 10 nm.

Ctrzymane szkio z powlokami refleksyjnymi za-
réwne w przykladzie I1 11 zabezpiecza sic przez

whudowanie ich w szkio zespclone, w ktdrym po-
wicksa refleksyjna skierowana jest do wewnatrz
zestawu.
Zastrzezenia patcntowe
1. Sp t 7 vioki fleksvyine
1. Sposbhb ctrzymywania powloki refleksyinej na

szkle, zawierajacej w swym skiadzie warstwe me-
taliczng, kiéry stancwi miedZ oraz warstwy ochron-
ne, zawierajace w swym skladzie miedzy innymi
’clewk krzemu, polegajacy na nancszeniu powiok
meioda naparowywania w wysckiej prézni na po-
wierzcehnie szklane, poddane zabisgom mycia, oé-
thuszezania, jonowego oczyszozania oraz wygrzewa-
nia, rnamienny {ym, Ze powierzchnle plyly szklanej
po uprzednim umyciu poddaje sie przepoleroiwaniu
i odpyleniu z rdwnoczesng neuiralizaciy iadunkow
elektrostatycznyeh oraz wygrzaniu w temperafurze
150—250°C, po czym umieszceza sie plyte w komorze
prour mweg, gdzie poddaje sie ja czyszczeniu jonc-
wearmu 1 naparowuje kelejno warstwe ochronng pod-
kiadows o grubcscl L 20 nra, warstwe rqetahczaej
miedzi o gruocsel 10—30 nm craz zewnetrzna war-
stwe ochronng z tlenku cery, fluorku magnezu,
tlenku krzemu lub chromu, ktérej grubo$é wynosi
10—40 nm.

. Sposdb ctrzymy

i ia
svl«_le, zawie n.emliczna;, k’n\ua ma
w  swym skladzie miedZ, chrom oraz warsiwe

ochrenna, zawierajaca muin. tlenek krzomu, polega-
naparswywania
szklane, podda-
raz wygrzews-
Y BT ‘ p tyty szklanej
jole! up;zec’mn umyciu poddaje sie przepclercwaniu
oW ”cczmana neutra-lzaqa ladunkow
1 w temperaturze
e w komorze

napard” .vuJe sie ja warstwg me

eta-

miedzi, glinu lub ich kombinacji,
i oraz warstwa ochronng z tlen-

nagneza lub tlenku krzemu o gru-
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